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※概要（Summary ）： 
	
 現在のハードディスクドライブ（HDD）の記録媒
体は記録密度 1 Tbit/in2が限界であると言われている．

一方，微細加工によりビットを定義するビットパター

ン媒体が次世代の記録媒体として注目されている．  
	
 ビットパターン媒体実用化には，ビット位置ばらつ

き，反転磁場分布が小さく，安定なヘッド浮上を可能

とする表面平坦性に優れた媒体を低価格に大量に生

産できる加工方法の開発が必要となる．これまでに

我々は，これらを満足する手法としてイオン照射法に

着目し，イオン照射型 CrPt3パターン媒体の作成と，

これが超高密度パターン媒体の候補となりうること

を示してきた[1-3]．本研究では CrPt3に比べて生成温

度が低いMnGaについて検討した． 
※実験（Experimental）： 
	
 8 元マグネトロンスパッタを用い，Cr (2 nm) / 
MnGa (15 nm) / Cr (20 nm) / MgO(001)基板を作製し
た．イオン照射はイオン注入装置により 30 keV Kr+

イオンを照射した．膜構造は薄膜 X線回折により評価
した．イオン照射型の MnGa パターン膜は，電子ビ
ーム露光装置により形成した ZEP520Aレジストパタ
ーンをマスクとし，30 keV Kr+イオンを照射すること

で作製した．残レジストは反応性イオンエッチングに

より除去した．パターン媒体の表面構造は原子間力顕

微鏡（AFM）により，磁区構造は磁気力顕微鏡（MFM）
により観察した．  
※結果と考察（Results and Discussion）： 
図 1は 80 nmピッチ（ビットサイズ 50 nm，スペ

ース 30 nm）のイオン照射型 MnGaビットパターン
膜のMFM像である．非照射領域では磁気コントラス
トが得られ，MnGa膜の磁化が膜法線方向を向いてい
る．一方，照射領域では中間コントラストとなってお

り，イオン照射により非磁性化している．膜表面形状

は示していないが表面凹凸 1 nm以下の非常にフラッ

トなものが得られている．このように表面平坦性に優れ

た薄膜上に微細な磁気パターンを形成できることが分

かった． 

 
図 1	
 MnGaビットパターン膜のMFM像 
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